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Zlelstellung des Proje Foto und Sche

e Aufbau und Charakterisierung einer Prozessumgebung, . , 4
welche eine Magnetronkathode mit einer RF Plasmaquelle

kombiniert.
e Untersuchung des Anwendungspotenzials dieser (\\ X

kombinierten Quelle hinsichtlich erreichbarer
Schichteigenschaften, die flr optische Anwendungen =
relevant sind. Dazu zahlen Absorption, Partikeleintrag, s

RF Plasmaquelle

Magnetronkathode

Oberflachenrauheit und Verspannung/Stress.

Prozess- und

Forschungsergebnisst

Die koml:_)lnlerte Quelle wurde u_n_wfassend hinsichtlich der RFA Analyse | aserkalorimetrie
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e Zur Schichtcharakterisierung wurde die Laserkalorimetrie g’. ° . |
gemald verschiedener ISO Standards erweitert. 2 e 2
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e Der Co-Betrieb kann als stabil und industrietauglich Y K
bezeichnet werden. S| e, |
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Wirtschaftliche Bedeu

e Neuartiger Prozess zur Schichtabscheidung, womit ein XRD Analyse AFM Analyse

Alleinstellungsmerkmal verbunden ist.
e Beeinflussung der Morphologie am Beispiel des ZrO.;:
- Unterdruckung kristalliner Nebenphasen

- Glattere Oberflachen
- Kleinere Schichtspannungen durch Prozessflihrung bel

kleinen leistungsstabilisierten Sauerstoffpartialdricken Sifnungswinkel 26 [

- ' Mit Plasmadquelle

Ausblick / Umsetzung der Ergebnisse

Das Potenzial dieses Prozesses, gezielt Volumen- und Oberflacheneigenschaften gesputterter Schichten
einzustellen, kann neben der Optik auch Iin Bereichen der Photovoltaik und der Displaytechnik zum Einsatz

kommen. Insbesondere die Moglichkeit einer ,kalten Kristallisation® ist fur TCO Schichten interessant.
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